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ハロゲン化鉛系ペロブスカイトを活性層として利用した有機-無機ハイブリッド太陽電池[1]は、優れ

た薄膜形成能、高い光吸収能力、高いキャリア移動度を持つことから、20 %を越える高いエネルギー

変換効率が報告されており、さらなる高効率化に向けて結晶性および均一性の高い層状ペロブスカイ

ト薄膜形成のための材料設計や成膜プロセスに関する研究が盛んに行われている。真空蒸着法は溶液

塗布法と比べ膜厚の制御性に優れ、均一な成膜が可能であることから高い変換効率を持つ太陽電池の

作製が可能であることが報告されている[2]。 

本研究では、真空蒸着法を用いて均一かつ高い結晶性を有する層状ペロブスカイト層の成膜条件を

確立するとともに、その物性を明らかにすることを目的た研究を行った。 

FTO 基板上に、化学温浴法を用いて compact TiOx[3]を成膜し、その後、スピンコート法を用いて 

mesoporous TiO2
[4]を成膜した。ペロブスカイト層  (CH3NH3PbBr3) は mesoporous TiO2 層の上に

CH3NH3PbBr と PbBr2の共蒸着により成膜した。 

Fig.1 に基板温度 298 K, 蒸着レート CH3NH3PbBr:0.5 Å/s、PbBr2:0.5 Å/s、膜厚 100 nm で成膜した

CH3NH3PbBr3膜の SEM 図を、Fig.2 に同膜の AFM 像を示す。AFM から見積もった平均表面粗さは 7.13 

nm であった。基板成膜時の蒸着レートおよび基板温度依存性およびＸ線回折による結晶性評価の結果

の詳細については当日報告する。 
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Fig.1  ペロブスカイト層の表面 SEM 図 Fig.2  ペロブスカイト層の表面の AFM 像 
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